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РЕФЕРАТ 

Отчет 115 с., 1 кн., 67 рис., 112 источн., 3 прил.  

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ, ДВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ СЛОИ В ПЛАЗМЕ, НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫЕ ПУЧКИ, ПЕРВЕАНС, 

КОМПЕНСАЦИЯ ИОННОГО ОБЪЁМНОГО ЗАРЯДА, ЭЛЕКТРОННО- И ИОННО-

ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Объектом исследований являются потоки заряженных частиц, эмитированные 

из плазмы газового разряда.  

Цель работы – разработка, создание и исследование газоразрядных структур 

для формирования ионных и электронных потоков с ускорением в двойных электри-

ческих слоях в плазме.  

В результате выполнения работы разработан экспериментальный образец плаз-

менного источника для формирования совмещённых электронно-ионных пучков на ос-

нове двойной плазменной эмиссионной системы. Показано, что такая эмиссионная си-

стема обеспечивает повышение первеанса ускоряющей системы за счёт обратного по-

тока зарядов из вторичной плазмы в эмитирующую плазму и частичной компенсации 

объёмного заряда пучка. Подана заявка на патент на изобретение. 

Область применения: совмещенные или попеременные ионно-электронные 

пучки, формируемые в разработанной конструкции, могут быть использованы при 

реализации технологий нанесения тонкопленочных слоев, для поддержания процес-

сов ионизации и обеспечения устойчивого горения разряда, компенсации как объем-

ного заряда в пучке, так и поверхностного на формируемой пленке.  

Основные показатели: разработанные новые конструкции плазменных источ-

ников заряженных частиц обеспечат повышение эффективности и качества реализа-

ции существующих, а также разработку новых технологий модификации поверхно-

стей различных материалов.  

Степень внедрения: результаты исследований могут быть использованы для со-

здания отечественных электронно-ионно-лучевых энергокомплексов различного тех-

нологического назначения и разработки новой технологии модификации различных 

материалов. Полученные новые научные результаты используются в учебном процессе 

(приложение А), а также при подготовке научных кадров в рамках магистратуры и ас-

пирантуры. Результаты будут использованы при подготовке к защите одной кандидат-

ской и одной докторской диссертаций. 
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